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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【公表番号】特表2009-534179(P2009-534179A)
【公表日】平成21年9月24日(2009.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2009-038
【出願番号】特願2009-506787(P2009-506787)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  19/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｆ   3/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｆ   3/08     (2006.01)
   Ｂ０１Ｆ   3/12     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  35/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  35/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  19/00    ３２１　
   Ｂ０１Ｆ   3/04    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｆ   3/08    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｆ   3/08    　　　Ａ
   Ｂ０１Ｆ   3/12    　　　　
   Ｃ０７Ｂ  61/00    　　　Ｃ
   Ｂ０１Ｊ  35/04    　　　Ａ
   Ｂ０１Ｊ  35/04    ３０１　
   Ｂ０１Ｊ  35/02    ３０１Ａ
   Ｂ０１Ｊ  35/02    ３１１Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月19日(2010.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスマイクロチャネルの中の少なくとも２つのプロセス区域の中で単位操作を行っ
て非ニュートン流体を処理し、および／または形成させることであって、各プロセス区域
は前記プロセスマイクロチャネルの長さに沿って異なる位置に位置しており、各プロセス
区域の中で異なる単位操作を行うこと、および
　有効な量のせん断応力を前記非ニュートン流体に作用させて各プロセス区域の中の前記
非ニュートン流体の粘度を低下させることであって、１つのプロセス区域の中の平均せん
断速度は別のプロセス区域の中の前記平均せん断速度と少なくとも１．２倍異なること、
　を含むプロセス。
【請求項２】
　少なくとも１つのプロセス区域の中の前記平均せん断速度は１００秒－１を超える、請
求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記プロセスマイクロチャネルは少なくとも１つのプロセス区域の中に収束形断面積を
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有し、前記収束形断面積を通して前記非ニュートン流体を流すことによって前記せん断応
力を前記非ニュートン流体に作用させる、請求項１または請求項２に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記プロセスマイクロチャネルは少なくとも１つのプロセス区域の中の１つ以上の内部
表面の上および／または中に表面構成要素を含み、前記非ニュートン流体を前記表面構成
要素と接触させて流すことによって前記せん断応力を前記非ニュートン流体に作用させる
、請求項１から３のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記プロセスマイクロチャネルは少なくとも１つのプロセス区域の中に１つ以上の内部
構造壁を含み、前記非ニュートン流体を１つ以上の構造壁と接触させて流すことによって
前記せん断応力を前記非ニュートン流体に作用させる、請求項１から４のいずれか１項に
記載のプロセス。
【請求項６】
　前記プロセスマイクロチャネルは少なくとも１つのプロセス区域の中に１つ以上の内部
妨害物を含み、前記非ニュートン流体を１つ以上の内部妨害物と接触させて流すことによ
って前記せん断応力を前記非ニュートン流体に作用させる、請求項１から５のいずれか１
項に記載のプロセス。
【請求項７】
　前記プロセスマイクロチャネルは少なくとも１つのプロセス区域の中の１つ以上の内部
表面の上に空洞および／または突起物を含む被覆層を含み、前記非ニュートン流体を前記
被覆層と接触させて流すことによって前記せん断応力を前記非ニュートン流体に作用させ
る、請求項１から６のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項８】
　それぞれの単位操作は、化学反応、化学分離、凝縮、蒸発、加熱、冷却、圧縮、膨張、
相分離、混合、またはそれらの２つ以上の組み合わせを含む、請求項１から７のいずれか
１項に記載のプロセス。
【請求項９】
　前記非ニュートン流体は、少なくとも１つの重合体、重合体組成物、多相流体混合物、
または乳濁液を含む、請求項１から８のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項１０】
　前記プロセスマイクロチャネルと発熱源とおよび／または吸熱源との間で熱が交換され
る、請求項１から９のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項１１】
　前記プロセスは１つ以上の入口マニホルドおよび複数の前記プロセスマイクロチャネル
を含むマイクロチャネルプロセス処理単位の中で行われ、前記プロセスは前記１つ以上の
入口マニホルドを通してニュートン流体および／または非ニュートン流体を流し、前記ニ
ュートン流体および／または非ニュートン流体を前記複数のプロセスマイクロチャネルへ
分配することを含み、品質指数因子は２０％未満である、請求項１から１０のいずれか１
項に記載のプロセス。
【請求項１２】
　前記プロセスは複数の前記プロセスマイクロチャネルを含むマイクロチャネルプロセス
処理単位の中で行われ、前記プロセスは前記非ニュートン流体を前記複数のプロセスマイ
クロチャネルの中に流すことを含み、前記プロセスマイクロチャネルの中の前記非ニュー
トン流体の前記せん断速度は１００秒－１を超え、せん断力偏差因子（ＳＦＤＦ）は２未
満である、請求項１から１１のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項１３】
　前記プロセスは入口マニホルドおよび複数の前記プロセスマイクロチャネルを含むマイ
クロチャネルプロセス処理単位の中で行われ、前記プロセスは前記マニホルドを通して非
ニュートン流体を流し、前記非ニュートン流体を前記複数のプロセスマイクロチャネルへ
分配することを含み；前記非ニュートン流体は、前記マニホルドの中で１回も転回しない



(3) JP 2009-534179 A5 2010.5.13

で前記入口マニホルドを通ってそのまま流れる；または前記非ニュートン流体は、前記入
口マニホルドの中へ流れ、前記プロセスマイクロチャネルへ入る前に前記入口マニホルド
の中で少なくとも１回転回する、請求項１から１２のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項１４】
　前記プロセスは入口マニホルドおよび複数の前記プロセスマイクロチャネルを含むマイ
クロチャネルプロセス処理単位の中で行われ、前記プロセスは前記入口マニホルドを通し
て原料流を流し、前記原料流を前記複数のプロセスマイクロチャネルへ分配することを含
み；前記原料流は、前記入口マニホルドの中の流れ抵抗器と接触する；または前記原料流
は流れ分配構成要素を通って流れる、請求項１から１３のいずれか１項に記載のプロセス
。
【請求項１５】
　前記プロセスマイクロチャネルの中には３から２０のプロセス区域があり、２つ以上の
プロセス区域の中で同じ単位操作が行われる、請求項１に記載のプロセス。
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